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	Параметр
	Значение

	Тип оборудования
	Установка магнетронного напыления для резистивных сплавов и металлизации ГИС

	Назначение
	Магнетронное нанесение тонких пленок на подложки 68×40 мм одновременно с двух сторон с нагревом и ионной очисткой.

	Обработка
	Двухстороннее нанесение на вертикальном вращающемся барабане; возможна односторонняя обработка.

	Загрузка подложек
	60×48 мм — 66 шт. (70 без свидетелей сопротивления); при односторонней обработке — 110 шт. (112 без свидетелей сопротивления).

	Способ загрузки
	Ручная загрузка через дверь камеры на носителях.

	Технологические устройства
	Наружные магнетроны — 3 (4 опция); внутренние магнетроны — 4; источники ионов — 2.

	Измерительные системы
	Датчик температуры на барабане — 1; датчики сопротивления (свидетели) — 2.

	Вакуумная система
	Высоковакуумный насос — криогенный; форвакуумный насос — сухой спиральный.

	Предельное / стартовое давление
	8×10⁻⁴ Па (6,0×10⁻⁶ мм рт. ст.); стартовое давление 5×10⁻³ Па

	Время откачки
	15 мин до стартового давления; 120 мин до остаточного давления; подготовка вакуумной системы 120 мин

	Газонапуск
	0–9 л/ч по каналу; автоматических каналов газонапуска — до 3

	Магнетронная система
	Мишень 440×100 мм; прямое или косвенное охлаждение; магнитная система разбалансированная, сухие магниты на атмосфере; 2 блока питания (4 опция); до 650 В, до 15 А.

	Источник ионов / ионное распыление
	Щелевой источник с холодным катодом; до 3000 В; до 600 мА.

	Нагрев / испарение
	Система нагрева 4000 Вт; температура изделий до 300 °C.

	Неравномерность / воспроизводимость
	Двухстороннее нанесение: ±2% при 36 шт., ±4% при 66 шт.; одностороннее: ±2% при 72 шт., ±4% при 110 шт.

	Габариты
	1650×1850×2980 мм (с поднятой камерой)

	Масса / площадь
	Агрегат 1150 кг; установка до 1850 кг; площадь 20 м²

	Электропитание
	380 В ±10%, 50 Гц; ток по фазам не более 80 А; мощность 75 кВт

	Охлаждение и коммуникации
	Холодная вода 15–22 °C, 3–5 кгс/см², 2 м³/ч; сжатый воздух 4–6 кгс/см²; Ar/O₂ 1–1,5 кгс/см²



